Péster

NANOPARTI'(,IU LAS MAGNETICAS OBTENIDAS CON LA TECNIC/’A
DE DEPOSICION A INCIDENCIA RASANTE EN ULTRA-ALTO VACIO
Y CON ALTA TEMPERATURA.

Elias Ferreiro, Xesus Bendafia, Gaspar Armelles, Alfonso Cebollada,
José Miguel Garcia-Martin.
Instituto de Microelectrénica de Madrid, Isaac Newton 8, Tres Cantos, Madrid,Espafia.

Marién Gonzélez, Maria del Puerto Morales
Inst. de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC), Cantoblanco 28049, Spain.

Patricia de la Presa
Instituto de Magnetismo Aplicado (IMA-UCM/RENFE/CSIC), Las Rozas 28230, Spain.
elias@imm.cnm.csic.es

Resumen

Actualmente se estd investigando el uso de nanoparticulas magnéticas para diversos
dispositivos avanzados, especialmente para almacenamiento de informacion o sensores
magnéticos. Dada su importancia, es necesario que su elaboracién sea lo mas rapida y barata
posible. Fijandonos en las técnicas de deposicion en fase de vapor, una importante estrategia es
la GLAD (del ingles GLancing Angle Deposition), que consiste en la deposicion a incidencia
rasante y con rotacién del sustrato [1]. Mostraremos como se pueden conseguir nanoparticulas
sin la necesidad de la rotacion del sustrato, si depositamos con él a alta temperatura.

Se prepararon peliculas delgadas de Co sobre sustratos de vidrio usando pulverizacién catodica
en una camara de ultra alto vacio y la técnica GLAD con un angulo de deposicion de 85°
respecto a la normal del sustrato. A su vez se crecieron dos series de muestras variando el
espesor nominal entre 1.6 y 17.5nm en cada serie: una sin estar cubiertas para estudiar la
morfologia de las nanoparticulas, y otra con una capa de Au impidiendo la oxidacion del Co
para medir adecuadamente las propiedades magnéticas. Durante la deposicion de Co se
aplicaron dos diferentes temperaturas, RT y 400 °C. Incrementando la temperatura, ademas de
la aportacion del sombreado atomico propio de la técnica GLAD, aparece la difusion de los
adatomos la cuél también contribuye a la formacion de nanoestructuras 3D [2].

En la Fig.1 podemos observar mediante imagenes de AFM como a medida que aumentamos el
espesor nominal de Co las nanoparticulas van aumentando de tamafio (tanto en altura como
lateralmente) de forma homogénea en la serie sin el recubrimiento de Au. En el caso de la
altura, las nanoparticulas mas pequefias miden 7 nmy las méas grandes miden 23 nm. También
se realizaron imagenes de TEM que nos permitieron observar nanoparticulas de menor tamafio
entre las nanoparticulas que muestra el AFM (la punta del AFM no fue capaz de resolverlas
debido a que en el proceso de medida se realiza una convolucion entre la punta y la superficie
que elimina los detalles menores que la punta).

Por otro lado se midieron las propiedades magnéticas y magneto-0pticas usando magnetometria
Kerr en configuracion transversal (sensible a la magnetizacion en el plano) y polar (sensible a
la magnetizacion perpendicular al plano) en las muestras con Au. La Fig.2 nos muestra como el
campo coercitivo depende de la direccion dentro del plano en la que medimos, lo cual nos
desvela una anisotropia uniaxial pequefia con el eje facil perpendicular a la direccion del flujo
de vapor, y esto Gltimo concuerda con los trabajos previos en peliculas ultra-delgadas de Co
crecidos por MBE a incidencia rasante[3].
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Fig.1: Imégenes de AFM de las muestras sin recubrimiento de Au para diferentes espesores
nominales de Co depositado mediante pulverizacion catodica, en donde se puede apreciar el
aumento del tamafio promedio de las nanoparticulas con el citado espesor.
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Fig2: Ciclos de histéresis en el plano de la muestra, con el campo aplicado paralelo al flujo de
vapor de la deposicion y perpendicular a este, de una muestra con nanoparticulas de Co y un
espesor nominal de 3.5 nm.
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